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１．概要（Summary ） 

Ni 基金属間化合物は貴金属触媒を代替する新しい

触媒材料として有望である。反応初期の表面構造、化

学状態の解析は Ni 基金属間化合物触媒の触媒特性の

発現機構の解明は不可欠である。本研究では、超音速

酸素分子線を Ni3Al(111),(110),(210)単結晶清浄表面

に照射しながら、表面の化学状態の変化をリアルタイ

ム放射光 XPS で測定し、原子配列が異なる結晶表面

における酸素吸着、初期酸化挙動を調べた。 
 
２．実験（目的,方法）（Experimental） 
最近提案者らは、優れた耐熱性を持つ Ni3Al、NiTi、

Ni3Feなどの Ni基金属間化合物がメタン、メタノール

から水素を発生させる反応に高い触媒活性と選択性

を示すことを見出した。Ni 基金属間化合物は貴金属

触媒を代替する新しい触媒材料として有望と考えら

れる。本研究では、放射光 X 線光電子分光を利用し

て Ni3Al 金属間化合物の水素製造触媒活性発現の機

構を解明することを目的とする。 

Ni3Al の表面酸化挙動は水素製造触媒特性に大きな

影響を与える。これまでの実験、Ni3Al(210)単結晶に

酸素分子線の照射によりAlとNi原子の酸化初期挙動

を調べた。今回は引き続き、Ni3Al(111),(110),(210)単
結晶を用いて、原子配列が異なる結晶表面における酸

素吸着、初期酸化挙動を調べた。酸素吸着、酸化初期

のダイナミクスの解析を試みた。 
具体的には、Ni3Al 単結晶に対し、清浄表面を得

るため、超高真空チェンバ中で加熱し、Ar スパッタ

リングを繰り返し行った。LEED により清浄表面にな

ることを確認した。酸素分子線（並進運動エネルギー 

1.0eV）を照射し、放射光 XPS 測定で表面酸化膜の形

成過程を調べた。また、表面酸素吸着量を評価するた

め、Cu(100)を用いて、同様な実験を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
図１は超音速酸素分子線を Ni3Al(111),(110),(210)

清浄表面に照射しリアルタイム XPSで測定した O1sスペ

クトルの時間変化である。O1s スベクトルはいずれの結

晶面も酸素分子線の照射に伴い強くなり、低結合エネル

ギー側にシフトすることが分かった。このシフトは Ni

の酸化によるものと考えられる。O1s スベクトルの面積

強度から、酸素吸着量を求めた。各結晶面の酸素吸着量

を酸素分子線の照射量の関数として解析した結果、最稠

密面(111)には酸素吸着量は一番少ない、面内の原子間

距離が大きい(210)面には酸素吸着量は一番多いことが

分かった。また、Al2p, Ni3pスペクトル測定の結果から、

酸素分子線照射により、Al は優先的に酸化されますが、

その後 Niも酸化されることが分かった。 
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図１ Ni3Al(111)、(110)、(210)における酸素分子線（並進

エネルギー1.0 eV）を照射する際 O1s スベクトルの時間変

化 

 

４．その他・特記事項（Others） 
なし 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




